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ルチル型正方晶の TiO2-VO2 系バルクではスピノーダル分解が起こる [1]。この系のスピノーダ

ル分解は c 軸方向に沿っておこり、その結果、Ti-rich と V-rich 相が交互に並んだラメラ構造が

できる。TiO2-VO2系膜でもバルク同様の異方的な分解は起こるが、その際、c 軸歪の緩和が分解

発生の鍵となる。Ti0.4V0.6O2/TiO2(100)の固溶体膜では、膜の c 軸歪が緩和されている場合には c 軸

方向に沿ったスピノーダル分解が生じるのに対して [2]、c 軸長が基板に拘束されている場合には

スピノーダルは起こらず、基板から膜へ Tiイオンの拡散が起きる[3]。膜の c軸歪を如何に緩和す

るかがスピノーダル分解の発生のためには重要となる。我々は前回の学会において、膜の組成を

Ti0.2V0.8O2 に変えると、膜の c 軸歪が比較的容易に緩和できることを示した [4]。これは膜と

TiO2(100)基板の c 軸長のミスマッチが増大する(1.2 から 2.0%)ことによって、c 軸方向の臨界膜

厚が減少する(76 から 23 nm)ためと理解できる。また、この膜をアニールするとスピノーダル分

解が生じることを X 線回折（XRD）測定の結果より示した。今回の発表では、スピノーダル分解

した Ti0.2V0.8O2/TiO2(100)について透過電子顕微鏡（TEM）観察を行ったのでその結果を報告する。 

成膜にはパルスレーザー堆積法(PLD)を用いた。Ti0.2V0.8O2固溶体(TVO)膜は TiO2(100)基板上に、

基板温度 673 K、酸素分圧 1 Paの条件で作製した。膜厚は 100 nm程度であり、この膜の c軸長の

残留歪は 0.1%程度であった。スピノーダル分解は、得られた固溶体膜を基板温度 673 K、酸素分

圧 1 Pa の下、24時間加熱することで発生させた。TEM 観察には JEOL社の JEM-2100F(200ｋV)、

TEM観察の試料作製には FIB を用いた。 

TEM観察の結果、アニール後の試料は c 軸方向に沿ってラメラ構造が形成されていることが分

かった。アニールにより面内格子を合わせたまま c 軸方向に異方的なスピノーダル分解が生じて

いる。スピノーダル分解は基板との界面から生じていた。このことは、膜の c 軸歪が界面近傍か

ら緩和していることを示している。基板から膜への Ti拡散が比較的抑制されていることも示唆し

ている。発表では、形成されたラメラ構造の周期や Ti-richと V-rich相の組成および界面近傍の組

成分析の結果を紹介する。 
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